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極微量の不純物分析技術

レジスト原料の分析方法の流れ

フォトレジストの特性に大きな影響を与える極微量の不純物分析に対応いたします。

フォトレジスト原料中極微量不純物の分析

Cat.No 3S2J-177-00-140728

半導体分野などで用いられる、フォトレジスト中の金属不純物は、極微量存在しても不具合の原因となるため、開発段階や
品質管理にはppm以下の極微量の不純物分析技術が必要となります。

当社では、有機溶媒直接導入/ICP質量分析法によりフォトレジスト原料中の金属不純物のppmレベル以下での高精度な分析
値を提供いたします。試料に合わせてNMP（n-メチル-2-ピロリドン）やPGME（プロピレングリコールモノメチルエーテル）等の
適切な溶媒を選択して溶液化し、ICP質量分析法による高感度な測定を行います。本手法により、定量下限10ppbでの極微量
分析が可能です。

試料秤量から測定までの全ての操作をクリーンルーム内
で実施いたします。

酸分解法のような複雑な前処理を必要としません。その
ため短時間で溶液化ができ、分析時の汚染が減少する
ために定量下限を下げることができます。

有機溶媒直接導入 / ICP質量分析法

有機溶媒を用いた測定を行う場合、通常の水溶液測定の
場合と異なり、試料導入用ガス中に酸素を混合して測定を
妨害する有機物を分解します。

溶媒の種類や試料に合わせてプラズマ条件などの測定
条件を最適化し、高感度な測定を行います。

測定対象元素

秤量

溶液化

測定

● 試料により適切な溶媒を選択
● 試料前処理汚染を低減

（溶媒に応じた測定条件の最適化
により干渉を回避）

● 有機溶媒直接導入 / ICP質量分析法

ICP質量分析装置

定量下限10ppbでの

極微量分析が可能です。

アルゴン+ 酸素

検出器へ
試料溶液

ICPのプラズマ（試料導入部）

酸素ガスによりプラズマ中で有機物を分解
→測定の妨害を回避

トーチ径を調整し、試料導入量を制御
→プラズマの安定

試料組成や分析希望元素に応じて分析方法をご提案いたします。お気軽にご相談下さい。
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